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原子层沉积 Al2O3薄膜制备过程

试验使用本课题组自主搭建的原子层沉积（ALD）设备。沉积前将（111）Si基片用无水乙醇在

KQ-218型超声波清洗器中清洗 5min，吹干后放入沉积反应腔内的基片台上。使用三甲基铝（TMA）
作为 Al2O3的化学前体，H2O蒸气为反应的氧化源，N2气体为冲洗气体，各类气体在 ALD阀控制下脉

冲交替通入反应腔室内，发生化学反应。腔室以及基片台的温度为 150℃，保持每个样品薄膜的沉积

条件相同。沉积的化学原理是配位替代化学反应。一次反应的完成为一个周期，循环往复，逐层增长。

每个周期产生 0.16 nm的 Al2O3薄膜，周期时间为 50s。配位替代化学反应式为：

2Al (CH3)3+3H2O→Al2O3+6CH4

权衡函数的计算方法

Jennifer Hay和 Bryan Crawford提出的模型中，I0、I1权衡函数计算方法如下：
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式中：t 为膜厚，a 为压头接触半径，μ为剪切模量，下标 a、s、f分别表示表观、基底、薄膜。


